HUMAN EGESZSEGKOCKAZAT BECSLESE

fejezet

melléKkletei

153



154



I. melléklet

A munkahelyi expozicios modell bemutatasa

Az expozici6 tipusa

inhalacios dermalis

= 2. abra = 15. 4bra

1. dbra. Az expozicio meghatarozasa
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Halmazallapot ld. a 3. abrat
Gaz vagy g0z Folyadék Szilard Nem ismert
Az expozicid tipusa Az expozicio tipusa Az expozicid
gbznek-valo kitettség  gbznek valo kitettség nem azonosithato
= 4. dbra = 4. 4dbra

Az
expozicid
forrasa

g0z por
Az expozici6 tipusa Az expozicid tipusa
Go6znek valo-kitettség pornak valo-kitettség
= 4. 4dbra = 13. dbra
2. dbra. Az inhalacios expozicio meghatdrozdsa
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Megtudni :

Ismert nem ismert - a technologiai folyamat hdm.-ét
halmazallapot |~ - az olvadaspontot
- a forraspontot

Techn. folyamat
hémérséklete <
olvadaspont

Techn.folyamat
hémérséklete>=
olvadas és

forraspo nt

A halmazallapot
gaz vagy gbz

IGEN IGEN

szilard folyékony g0z vagy gaz A halmazallapot A halmazallapot
szilard folyékony
A halmazallapot A halmazallapot ~ A halmazallapot
szilard folyékony gaz vagy g0z
3. dabra. Az anyag halmazallapotanak meghatarozasa a technologiai folyamat homeérsékletén
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A

m Csdkkentik -
NEM valasztva a NEM az expoziciot NEM

technologia Van
teljesen lokalis dolgozé az
zart? elszivas? anyagtol?
IGEN IGEN IGEN
Teljes kort Lokalis Elkiilonités
visszatartas elszivas
(izolécio)
a befejezést kovetden
= 5 abra
4. abra.
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levegdztetéssel?

IGEN

Kozvetlen kezelés
+ levegbztetés

Az expozicio ellenorzés jellegének (mintdjanak) meghatarozasa

Kozvetlen
anyagkezelés



A felhasznalo altal
meghatarozott
hasznalati minta

zart rendszer

A
rendszer

@ozicié
ellendrzési minta:

nyitott? | NEM

zart rendszer
= 6. dbra

Nyilt
rendszernek

IGE

zart rendszer

kivanja = 6. dbra
mindsiteni?
IGEN NEM
nem elterjedt
hasznalat zart rendszer
= &. abra = 6 abra
5. abra.

matrixba zaras

Id. a 4. abrat

teljes korti NEM

visszatartas

matrixra tortén6
felvitel
= 7 abra

zart rendszer
= 6. abra

A felhasznalas jellegének (mintajanak) meghatarozasa

159

nem elterjedt hasznalat

Az ellenbrzési=

minta : teljeskori
visszatartas

ld. a 4. abrat

nem elterjedd
hasznalat
= 8 abra

széles korben
elterjedt
hasznalat

sz¢les korben elterjedt
hasznalat
= 0. dbra



A gbz-kitettség meghatarozasa
A felhasznalas jellege (mintdja): zart rendszer

Kitettség: 0 - 0.1 ppm

6. dbra. A goznek valo kitettség meghatarozadsa
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Az expozicid

Expozicid: IGEN ellendrzési minta : 1d. a 4. abrat
0-0,1 ppm teljes kort
visszatartas
Levegtbe 1d. a 10. 4brat
keriilési hajla
alacsony kdzepes
1d. a 4. abrat 1d. a 4. abrat 1d. a 4. abrat
Ellendrzési Ellendrzési Ellendrzési
Lokalis Elki- minta Lokalis Elkii-\ minta Lokalis Elki- minta
elszivas 16nités elszivas 16nités elszivas 16nités
3-10 ppm 10 - 50 ppm 50 - 100 ppm
0,5 - 3,0 ppm 3-10 ppm 10 - 50 ppm
Kozvetlen Kozvetlen Kozvetlen Kozvetlen Kozvetlen Kozvetlen
kezelés + kezelés kezelés + kezelés kezelés + kezelés
levegdztetés levegdztetés levegdztetés
10 - 50 ppm 50 - 100 ppm 100 - 200 ppm
3-10 ppm 10 - 50 ppm 50 -100 ppm
7. abra. A goznek valo kitettség meghatarozasa: a hasznalati mintazat matrixba zardsa
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Az expozicid

Expozicid: IGEN ellendrzésének mintéja: 1d. a 4. abrat
0-0,1 ppm teljeskort
visszatartas
Levegbbe
keriilési 1d. a 10. 4brat
hajlam
alacsony kozepes
1d. a 4. abrat 1d. a 4. abrat 1d. a 4. abrat
Ellendrzési Ellendrzési Ellen6rzési
Lokalis Elkii- minta Lokalis Elkii-\ minta Lokalis Elkii- minta
elszivas 16nités elszivas 16nités elszivas 16nités
3-10 ppm 50-100 ppm 100-500 ppm
0,5-3,0 ppm 10-50 ppm 100-200 ppm
Kozvetlen Kozvetlen Kozvetlen Kozvetlen Kozvetlen Kozvetlen
kezelés + kezelés kezelés + kezelés kezelés + kezelés
levegdztetés leveg6ztetés levegdztetés
10-50 ppm 200-500 ppm >1000 ppm
10-50 ppm 100-200 ppm 500-1000 ppm
8. dbra. A goznek valo kitettség meghatarozasa: a felhasznalasi forma (minta) nem elterjedo hasznalat
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Elkiilonités

10-50 ppm

Id. a 10. abrat

alacsony

1d. a 4. abrat
EllenOrzési
minta

Kozvetlen
kezelés

Kozvetlen
kezelés és
levegdztetés

100-200 ppm  200-500 ppm

9. dabra.

Elkiilonités

50-100 ppm

kozepes

1d. a 4. abrat
EllenOrzési
minta

Kozvetlen
kezelés

Kozvetlen
kezelés és
levegdztetés

200-500 ppm  500-1000 ppm
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Elkiilonités

100-200 ppm

Id. a 4. abrat
EllenOrzési
minta

Kozvetlen
kezelés

Kozvetlen
kezelés és
levegdztetés

500-1000 ppm >1000 ppm

A goznek valo kitettség meghatarozasa: a felhaszndalasi forma (minta) széles korben elterjedo haszndlat



(TBA = a levegdbe kertilési hajlam)

Halmazallapot

a technologiai 1d. a 3. abrat
hémérsékleten

g0z vagy gaz folyékony szilard
alacsony magas Az expozicid
TBA = nagy Illékonysag [\ forrasa: g6z
TBA =nagy
kozepes IGEN

IGEN

TBA = kozepes

Képzddott aeroszol

NEM

TBA = alacsony TBA = nagy

10. abra.

Képzddott aeroszol

IGEN

NEM

TBA =ko

Az expozici6 tipusa
pornak valo kitettség

Illékonysag = 13. dbra
alacsony | kozepes magas
zepes TBA =alacsony TBA =kozepes TBA =nagy

A levegobe keriilési hajlam meghatarozasa
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GOznyomas a
technologiai
hémérsékleten

1d. a 12. abrat

<=1,5KPa

Illekonysag = alacsony

11. abra.

> 1,5 KPa
ES
<25 KPa

Illekonysag = kodzepes

>=2,5KPa

lllekonysag = nagy

Az illékonysag meghatarozasa
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A halmazallapot
folyékony vagy szilard
¢és az expozicio
forrasa: g6z

Van-¢
mérési adat

Van-e
szamitasi adat

Van-e
mérési adat a

technologiai a technologiai mas homérsékleten Ismert a
hémérsékleten hémérsékleten jellemzd forraspont?
jellemzd gbz- jellemzd gbz- gbznyomasrol?

nyomasrol? nyomasrol?

IGEN
A gbznyomas ismert A gbznyomas ismert A technoldgiai hdémérsékletre A gbznyomast az forraspontbol
jellemzd géznyomast a mért az Antoine-egyenlettel kell
érték alapjan becsiilni kell kiszamitani

Az expozicidt nem lehet
megbecsiilni

12. abra A gbznyomas meghatarozasa
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Technologiak
DC&G

DM

LDT

IGEN

0 szal/ml

lokalis
elszivas

Az expozicio tipusa:

)

porexpozicid

szaraz zuzas és Orlés
szaraz kezelés
pormentes technologia

szalas

alacsony

technologia
LDT
DC&G DM 0 szal/ml

lokalis
elszivas
NEM NEM
0 szal/ml
2-4 szal/ml 0-2 szal/ml

leveg6b®

hajlam

részecske granulalt a kitettség
Qret/ elhanyagolhat6
belélegezhetd vagy respirabilis
/ \ nem szalas
Qr_tipuy = 14. ébra
kozepes magas

technologia

DM

lokalis
elszivas

lokalis
elszivas

lokalis
elszivas

0-0,5 szal/ml 0-0,2 szal/ml 0 szal/ml

20-100 szal/ml

2-20 szal/ml

0-2 szal/ml

13. dbra. A porexpozicio meghatdrozdsa
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lokalis
elszivas

2-100 szal/ml

technologia

lokalis
elszivas

0,1-0,5 szal/ml

20-3000 szal/ml 2-10 szal/ml

0,1-0,5 szal/ml

lokalis
elszivas

NEM

2-5 sza

/ml



IGEN

konnyen
aggregalodik?

A porexpozicié meghatarozasa
A por tipusa: nem szalas

a 13. abrabol

lokalis
elszivas

DC&G DM

lokalis
elszivas

NEM IGEN NEM

konnyen
aggregalodik?

kénnyen

kénnyen
aggregalodik?

aggregalodik?

0,2-1 mg/m’ 2-10 mg/m’ 0,2-0,5 mg/m’  2-5 mg/m’
5-20 mg/m’ 50-200 mg/m’ 0,5-5 mg/m’ 5-50 mg/m’
14. abra. A porexpozicio meghatdrozasa: a por tipusa nem szalas
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0-1 mg/m’

LDT

lokalis
elszivas

0-5 mg/m3

Technologidk:

DC&G  szaraz zuzds és orles
DM szaraz kezelés
LDT pormentes technologia



az 1. abrabol

halmazallapot

g4z vagy goz

nagyon alacsony

folyékony

aeroszol - szilard vagy folyékony

szilard

IGEN A szilard

anyag por?

NEM

nagyon alacsony

zart rendszer

nagyon alacsony

minta

matrixba zaras
vagy nem elterjedt
hasznélat

elterjedt hasznalat

exp.ellendrzési
minta

exp.ellendrzési

nem kozvetlen kezelés

nagyon alacsony

minta

ellen6rzés
szintje

nem kozvetlen kezelés

nagyon alacsony

kozvetlen kezelés

ellenorzés
szintje

nincs eseti idGszakos

0,1-1 mg/cm*/nap

nagyon alacsony
0-0,1 mg/cm’/nap

1-5 mg/cm*/nap

kiterjedt nincs eseti

nagyon alacsony
0,1-1 mg/cm*/nap

idészakos ‘ kiterjedt

1-5 mg/cm*/nap

5-15 mg/cm®/nap

15. abra. A dermalis expozicio meghatarozdsa
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